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発明としての技術的特徴 

 

本発明は、高周波パワーの反射パワーをループアンテナで受信して高周波パワーの反射率の対

周波数変化を求出し、反射率周波数特性で反射率が大きく低下するところがプラズマ密度に起

因して高周波パワーの強い吸収が起こるピークであるとの関係から、プラズマ吸収周波数を検

出し、さらにプラズマ密度を求める画期的なプラズマ測定技術である。プラズマ密度を長期間

継続して適切に制御する技術の基礎となる技術として高く評価される。 
 

特許権としての特徴 
 
本特許は、プラズマ密度測定方法に関する技術であるが、この基礎技術に関連した、プローブ、

測定装置、プラズマの制御方法、プラズマの発生装置と、応用・周辺技術にわたり広範囲な特

許が取得されており、プラズマ制御技術を一つのシステムと見た視点からの特許取得は権利範

囲として高く評価される。 

 
市場面から見た評価 

 
本発明が取り扱うプラズマ制御技術は、薄膜形成を中心に、広く製造技術に用いられている。また、

プラズマの持つ高エネルギー特性を高度なレベルで制御することが製造装置の精度に大きな影響

を与えることから、製造装置の差別化には大いに貢献し得る技術である。また、装置の簡易性から、

コスト競争力も有し、市場への導入の実現性が高い技術である。 
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